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本シンポジウムは界面ナノ電子化学研究会が企画するもので、今回は半導体ウェットプロセス

に関してシリコンに偏ることなく化合物半導体も含めたウェットプロセスに視野を広げ議論し、

幅広い半導体材料の技術開発へつなげる場を形成する目的で開催した。今回の講演を踏まえて、

シンポジウムの最後にディスカッションを行いたい。 
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